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บทคดัย่อ 

เทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบจ่ายไฟกระแสตรงเป็นห้วงแบบรีแอกทีฟ เป็นเทคนิคท่ีมี

ประสิทธิภาพในการตกสะสมฟิลม์สูง โดยเฉพาะฟิลม์บางของวสัดุไดอิเล็กทริกส์ โดยในงานวิจยัน้ีจะ

ท าการออกแบบและติดตั้งระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบจ่ายไฟกระแสตรงเป็นห้วงแบบรีแอก-

ทีฟ ส าหรับใช้ในการตกสะสมฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ และฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ -ไฮด

รอกซีอะพาไทต์ โดยเง่ือนไขท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการตกสะสมฟิล์มหาได้จากการวิเคราะห์

พลาสมาโดยใช้เทคนิคสเปกโทสโกปีแบบเปล่งแสง ซ่ึงในการทดลองน้ีความถ่ี อตัราส่วนพลัส์ 

ศกัยไ์ฟฟ้า ความดนั และอตัราการไหลของก๊าซไนโตรเจนมีการเปล่ียนแปลง  
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Abstract 

Reactive pulsed dc magnetron sputtering technique is highly effective in thin film 

deposition, particularly thin film of dielectric materials. In this work, we design and set up reactive 

pulsed dc magnetron sputtering system for deposition of Titanium Nitride (TiN) and Titanium 

Nitride-Hydroxyapatite (TiN-HA).  

 Plasma conditions for deposition are analyzed using the current-voltage characteristic and 

optical emission spectroscopy. In this experiment, the pulsing parameters (frequency and duty 

cycle) and glow discharge parameters (voltage and pressure) are varied.    

 


